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１．概要（Summary） 

次世代半導体製造用技術として期待されるナノインプリ

ントリソグラフィには、熱ナノインプリントリソグラフィと、光ナ

ノインプリントリソグラフィとがあり、特に光ナノインプリントリ

ソグラフィに用いられる樹脂の種類の一つとして、カチオ

ン重合型樹脂がある。当社ではカチオン重合に用いられ

る光酸発生剤を開発しており、本テーマでは当社製品の

光ナノインプリントリソグラフィ用材料としての性能を評価

することを目的としている。すなわち、基板への光硬化性

液体の塗布、モールドのプレス、露光、離型の工程を繰り

返しマイクロメートルオーダーからナノメートルオーダーま

でのパターンの転写を試みる。さらに、転写後のパターン

の残膜に対しドライエッチングを行い、残膜を除去すると

いった作業を行う。そのため、装置はスピンコータ、インプ

リンタ、ドライエッチング装置などを使用し、基板は Si ウェ

ハ、アルミ箔を使用する予定である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノインプリントシステム、ドライエッチング装置、触針式段

差計（CR） 

【実験方法】 

Si ウェハ等の基板に対して、開発中の光酸発生剤を含

む光硬化性液体を滴下塗布し、本支援機関のナノインプ

リントシステムを用いて光ナノインプリントした。使用したモ

ールドの材質は PET、パターン形状はピラー、直径

1.7m、高さ 1.5m、周期 3.0m であった。インプリント

時の圧力を 30 bar とし、300 秒の光照射によって硬化さ

せた。インプリント後の表面状態を、自社で SEM 観察し

た。さらにインプリント後のパターンの残膜に対してドライ

エッチングを行い、残膜を除去した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

これまでナノインプリント後の表面状態を目視で観察す

ると、欠陥の見られない良好な転写領域と、欠陥のある転

写領域とが確認されていた。F-20-KT-0062 の利用報告

書において、欠陥のある転写領域は基板上の異物による

光硬化性組成液のはじきが原因であることを報告していた。

本報告では、基板を純水洗浄して光硬化性組成液の塗

布量を最適化することで、3cm 角サイズという比較的大き

な面積での、欠陥が目視で確認されないインプリントに成

功した(Fig. 1)。 

 

Fig. 1 The photo image of the 3cm square 

nanoimprint sample. 
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